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HUMÁN  EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

fejezet

mellékletei
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I. melléklet

A munkahelyi expozíciós modell bemutatása

Az expozíció típusa
inhalációs dermális

⇒ 2. ábra ⇒ 15. ábra

1. ábra. Az expozíció meghatározása
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Halmazállapot ld. a 3. ábrát

       Gáz vagy gőz      Folyadék Szilárd         Nem ismert

 Az expozíció típusa       Az expozíció típusa   Az expozíció
gőznek-való kitettség      gőznek való kitettség nem  azonosítható
⇒ 4. ábra ⇒ 4. ábra

       Az
 expozíció
   forrása

gőz por

Az expozíció típusa Az expozíció típusa
Gőznek való-kitettség pornak való-kitettség
⇒ 4. ábra ⇒ 13. ábra

2. ábra. Az inhalációs expozíció meghatározása
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                                                                Megtudni :
     Ismert                 nem ismert       - a technológiai folyamat hőm.-ét                     Techn. folyamat         NEM            Techn.folyamat        NEM         A halmazállapot
halmazállapot          - az olvadáspontot                                       hőmérséklete  <                hőmérséklete>=           gáz  vagy  gőz

                                                                                        - a forráspontot                         olvadáspont                                   olvadás és
                                                                                                                                                                                                                                forráspo nt

       IGEN    IGEN

 szilárd folyékony gőz  vagy gáz         A  halmazállapot                    A   halmazállapot
            szilárd                      folyékony

A halmazállapot   A halmazállapot     A  halmazállapot
     szilárd      folyékony        gáz vagy gőz

3. ábra. Az anyag halmazállapotának meghatározása a technológiai folyamat hőmérsékletén
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       A                      El van         Csökkentik -
technológia   NEM     Van     NEM    választva a        NEM        az expozíciót        NEM    Közvetlen
   teljesen    lokális    dolgozó az       levegőztetéssel?   anyagkezelés
     zárt?   elszívás?      anyagtól?

IGEN IGEN         IGEN IGEN

Teljes körű Lokális      Elkülönítés       Közvetlen kezelés
visszatartás elszívás         +  levegőztetés
  (izoláció)

a befejezést követően
                                                                                                            ⇒ 5 ábra

4. ábra. Az expozíció ellenőrzés jellegének (mintájának) meghatározása
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         A felhasználó által
 meghatározott
használati minta

       zárt rendszer               mátrixba zárás       nem elterjedt használat       széles körben
elterjedt

               ld. a 4. ábrát          ld. a 4. ábrát használat
    A            Az expozíció           Az ellenőrzési-

          rendszer         ellenőrzési minta:                    minta : teljeskörű
       IGEN nyitott?       NEM     IGEN           teljes körű               NEM      IGEN          visszatartás        NEM

 visszatartás

zárt rendszer                      mátrixra történő                    nem elterjedő
⇒ 6. ábra          felvitel                  használat

         ⇒ 7 ábra       ⇒ 8 ábra
                 Nyílt
             rendszernek                zárt rendszer                                           zárt rendszer          széles körben elterjedt
           kívánja                   ⇒ 6. ábra                   ⇒ 6. ábra                                  használat
             minősíteni?                                                                                                                                                                                  ⇒ 9. ábra
 IGEN NEM  

 
 nem elterjedt
 használat zárt rendszer
 ⇒ 8. ábra                   ⇒ 6 ábra

5. ábra. A felhasználás jellegének (mintájának) meghatározása
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A gőz-kitettség meghatározása
A felhasználás jellege (mintája): zárt rendszer

Kitettség: 0 - 0.1 ppm

6. ábra. A gőznek való kitettség meghatározása
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                                                                                                                  Az expozíció
 Expozíció: IGEN     ellenőrzési minta :    ld. a 4. ábrát
0-0,1 ppm          teljes körű

                                                                                                                   visszatartás

     NEM
                                                                                                                     Levegőbe                  ld. a 10. ábrát

kerülési hajlam

alacsony közepes magas

ld. a 4. ábrát ld. a 4. ábrát ld. a 4. ábrát
  Ellenőrzési  Ellenőrzési   Ellenőrzési

Lokális Elkü-        minta            Lokális Elkü-     minta Lokális  Elkü-       minta
elszívás lönítés                        elszívás lönítés elszívás  lönítés

         3 - 10 ppm    10 - 50 ppm     50 - 100 ppm
   0,5 - 3,0 ppm      3 - 10 ppm     10 - 50 ppm

Közvetlen Közvetlen           Közvetlen Közvetlen Közvetlen Közvetlen
kezelés + kezelés           kezelés + kezelés kezelés + kezelés
levegőztetés           levegőztetés                                                                            levegőztetés

                 10 - 50 ppm                50 - 100 ppm                100 - 200 ppm
     3 - 10 ppm                10 - 50 ppm                 50 -100 ppm

7. ábra. A gőznek való kitettség meghatározása: a használati mintázat mátrixba zárása
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        Az expozíció
 Expozíció: IGEN    ellenőrzésének mintája: ld. a 4. ábrát
0-0,1 ppm              teljeskörű

                                                                                                                      visszatartás

                                                                                                                     NEM
                                                                                                                          Levegőbe

     kerülési             ld. a 10. ábrát
       hajlam

alacsony közepes magas

ld. a 4. ábrát ld. a 4. ábrát ld. a 4. ábrát
  Ellenőrzési  Ellenőrzési   Ellenőrzési

Lokális Elkü-       minta           Lokális        Elkü-     minta                        Lokális             Elkü-       minta
elszívás lönítés                       elszívás lönítés elszívás lönítés

       3-10 ppm      50-100 ppm 100-500 ppm
     0,5-3,0 ppm 10-50 ppm 100-200 ppm

Közvetlen Közvetlen           Közvetlen Közvetlen Közvetlen Közvetlen
kezelés + kezelés           kezelés + kezelés             kezelés + kezelés
levegőztetés                                                             levegőztetés levegőztetés

                              10-50 ppm               200-500 ppm                       >1000 ppm
    10-50 ppm              100-200 ppm               500-1000 ppm

8. ábra. A gőznek való kitettség meghatározása: a felhasználási forma (minta) nem elterjedő használat
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    Levegőbe-
 kerülési ld. a 10. ábrát
    hajlam

alacsony közepes   magas

ld. a 4. ábrát        ld. a 4. ábrát ld. a 4. ábrát
           Ellenőrzési          Ellenőrzési    Ellenőrzési
               minta   minta        minta

Elkülönítés Közvetlen Elkülönítés           Közvetlen   Elkülönítés Közvetlen
kezelés           kezelés kezelés

Közvetlen          Közvetlen  Közvetlen
kezelés és          kezelés és  kezelés és
levegőztetés          levegőztetés  levegőztetés

     10-50 ppm             100-200 ppm   200-500 ppm     50-100 ppm          200-500 ppm    500-1000 ppm     100-200 ppm 500-1000 ppm    >1000 ppm

9. ábra. A gőznek való kitettség meghatározása: a felhasználási forma (minta) széles körben elterjedő használat
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(TBA = a levegőbe kerülési hajlam)

Halmazállapot
        a technológiai ld. a 3. ábrát
        hőmérsékleten

gőz vagy gáz folyékony szilárd

alacsony magas    Az expozíció
TBA = nagy                 Illékonyság          forrása: gőz

          
TBA = nagy

    közepes      IGEN  NEM

Az expozíció típusa
pornak való kitettség

Képződött aeroszol    Képződött aeroszol    Illékonyság  ⇒ 13. ábra

         IGEN      NEM IGEN NEM     alacsony közepes     magas

          TBA = közepes       TBA = alacsony   TBA = nagy           TBA = közepes TBA = alacsony    TBA = közepes TBA = nagy

10. ábra. A levegőbe kerülési hajlam meghatározása
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     Gőznyomás a
          technológiai ld. a 12. ábrát

      hőmérsékleten

<= 1,5 KPa > 1,5 KPa      >= 2,5 KPa
ÉS
< 25 KPa

       Illékonyság = alacsony Illékonyság = közepes                   Illékonyság = nagy

11. ábra. Az illékonyság meghatározása
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             A halmazállapot
        folyékony  vagy  szilárd

  és az expozíció
    forrása: gőz

        Van-e  Van-e       Van-e
  mérési adat a        számítási adat   mérési adat
  technológiai          NEM       a technológiai     NEM       más hőmérsékleten NEM            Ismert a     NEM
 hőmérsékleten       hőmérsékleten      jellemző           forráspont?
   jellemző gőz-        jellemző gőz- gőznyomásról?
    nyomásról?          nyomásról?

  IGEN         IGEN   IGEN         IGEN

    A gőznyomás ismert  A gőznyomás ismert           A technológiai hőmérsékletre        A gőznyomást az forráspontból
           jellemző gőznyomást a mért          az Antoine-egyenlettel kell

 érték alapján becsülni kell       kiszámítani

Az expozíciót nem lehet
      megbecsülni

12. ábra A gőznyomás meghatározása
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         Az expozíció típusa:  részecske granulált                a kitettség
 porexpozíció     méret elhanyagolható

Technológiák belélegezhető vagy respirábilis
DC&G száraz zúzás és őrlés
DM száraz kezelés
LDT pormentes technológia nem szálas

a por típusa  ⇒ 14. ábra
       szálas

        levegőbe kerülési
        hajlam

alacsony        közepes                   magas

   technológia            technológia     technológia
      LDT

         DC&G DM 0 szál/ml DC&G     DM             LDT    DC&G               DM     LDT

 lokális            lokális      lokális              lokális     lokális            lokális       lokális             lokális
 elszívás            elszívás      elszívás             elszívás    elszívás           elszívás      elszívás             elszívás

        IGEN           NEM   IGEN        NEM             IGEN          NEM          IGEN          NEM          IGEN          NEM         IGEN           NEM            IGEN           NEM         IGEN           NEM

0 szál/ml             0 szál/ml        0-0,5 szál/ml 0-0,2 szál/ml        0 szál/ml 2-100 szál/ml      0,1-0,5 szál/ml 0,1-0,5 szál/ml

           2-4 szál/ml      0-2 szál/ml 20-100 szál/ml    2-20 szál/ml 0-2 szál/ml    20-3000 szál/ml 2-10 szál/ml       2-5 szál/ml

13. ábra. A porexpozíció meghatározása
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a 13. ábrából

    technológia

     DC&G DM         LDT

         lokális      lokális  lokális
         elszívás       elszívás elszívás

       IGEN      NEM   IGEN         NEM    IGEN NEM

     0-1 mg/m3

          könnyen     könnyen
      aggregálódik? aggregálódik?

IGEN   NEM       könnyen      IGEN         NEM könnyen   0-5 mg/m3

  aggregálódik?         aggregálódik?

  0,2-1 mg/m3          2-10 mg/m3            0,2-0,5 mg/m3     2-5 mg/m3 Technológiák:
DC&G   száraz zúzás és őrlés
DM   száraz kezelés

          5-20 mg/m3    50-200 mg/m3           0,5-5 mg/m3     5-50 mg/m3 LDT   pormentes technológia

14. ábra. A porexpozíció meghatározása: a por típusa nem szálas

A porexpozíció meghatározása
A por típusa: nem szálas
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                                       az 1. ábrából

    halmazállapot

gáz vagy gőz   folyékony aeroszol - szilárd vagy folyékony szilárd

nagyon alacsony IGEN   A szilárd
 anyag por?

NEM

            nagyon alacsony
használati széles körben

zárt rendszer    minta elterjedt használat

nagyon alacsony  mátrixba zárás     
 vagy nem elterjedt exp.ellenőrzési

        használat            minta

          exp.ellenőrzési
nem közvetlen kezelés    minta nem közvetlen kezelés

közvetlen kezelés
nagyon alacsony nagyon alacsony

    ellenőrzés
          ellenőrzés        szintje
             szintje

          nincs      eseti    időszakos       kiterjedt  nincs   eseti   időszakos kiterjedt

nagyon alacsony    0,1-1 mg/cm2/nap  nagyon alacsony   1-5 mg/cm2/nap
   0-0,1 mg/cm2/nap     1-5 mg/cm2/nap 0,1-1 mg/cm2/nap 5-15 mg/cm2/nap

15. ábra. A dermális expozíció  meghatározása


